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В данной работе приводятся результаты исследования методом ин­
фракрасной (и.-к.) спектроскопии действия низкотемпературной плазмы 
высокочастотного (в.ч.) разряда на адсорбционные характеристики дву­
окиси кремния. Спектры регистрировались на и.-к. спектрометре UR-20 
фирмы «Цейс» в области частот 3000—2800 и 2400—1300 см-1 при ком­
натной температуре. Источником низкотемпературной плазмы служил 
низкочастотный генератор типа УВЧ-4 с мощностью 40—80 вт и частотой 
40 Мгц. Объектами исследования служили силикагели типов КСК и о.ч., 
которые подвергались предварительной термообработке при 400—800° С 
в течение нескольких часов, что приводило к дегидратации, дегидрокси­
лированию и удалению остаточных органических загрязнений с поверх­
ности образцов. В качестве адсорбатов были использованы кислород, во­
дород, аргон и пары метанола, которые проходили предварительную 
очистку путем многократного вымораживания в ловушке с жидким азо­
том с последующей откачкой.

Ранее полученные манометрические данные по радиационно-стимули­
рованной адсорбции кислорода па силикагеле связывались с наличием 
гидроксильного покрова поверхности (|-3). Полученные спектроскопиче­
ские данные говорят о более сложном характере адсорбции кислорода. 
В спектре поглощения SiO2 после действия плазмы в.ч. разряда на систе­
му S1O2+O2 появляются дополнительные полосы, которые были интерпре­
тированы как полосы молекулярной воды (3580 и 1645 см-"1), ацетона 
(1700 см-'1), несимметричных колебаний карбонат-ионов (1520 см-1) 
и ионов СО+ (2184 см--1). Наряду с этими соединениями возникает вода, 
связанная водородной связью с ОН-группами (3450 см-1) и координа­
ционной связью с ранее адсорбированными молекулами воды (1627 см-1). 
Длительное действие плазмы (2 часа) приводит к образованию гидро­
ксильных групп, связанных водородной связью (3665 см-1).

Интенсивности наблюдаемых полос зависят от условий предваритель­
ной подготовки образцов и степени загрязнения поверхности органиче­
скими соединениями. Последние способны выходить па поверхность SiO2 
из объема, чему способствует действие плазмы в.ч. разряда.

Действие кислородной плазмы с последующим термовакуумированисм 
может использоваться для тщательной очистки поверхности адсорбента. 
После такой очистки адсорбция кислорода в поле радиации снижается по 
сравнению с неочищенными образцами. Спектр поглощения при этом 
практически не изменяется. В этом случае центрами адсорбции могут 
служить валентно-ненасыщенные атомы, возникающие при дегидрокси­
лировании поверхности.

Адсорбция водорода при действии плазмы в.ч. разряда приводит к вос­
становлению гидроксильного покрова поверхности (3749 см-1), образова-
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(2227 см-1), С-II (3000-нию групп типа: Si—Н (2280 см’ ф, Si

^-Н
2800 см-1) с одповременпым уменьшением концентрации остаточных мо­
лекул СО2 (2365 см-1). Специальная очистка, описанная выше, приводит 
к уменьшению радиационно-стимулированной адсорбции ТЕ, при этом 
в и.-к. спектре наблюдается некоторый рост пнтепспвпостп полосы сво­
бодных гпдрокспльпых групп (3749 см-1).

Рапппе манометрические исследования показали отсутствие адсорбции 
ипертиых газов в поле радиации. Это подтверждается п спектроскопиче­
скими данными. Однако плазма инертного газа может привести незави­
симо от предварительной обработки к дегпдроксилпрованшо поверхности. 
Уменьшение интенсивности полосы ОН-групп (3749 см-1) сопровождает­
ся ростом широкой полосы 3450 и 3580 см-1, что соответствует образова­
нию молекул воды с различным характером связи с поверхностью.

Иссле.товаппе радиациоппо-стпмулпровапиоп адсорбции паров метило­
вого сп 1 - - шуге в,и. ра."цта у—зшашло ускорение реакппп этерифи­
кации I , ыжэ: снлоксаттовы:х мостиков дегидроксилироватгной поверх­
ности по схеме:

^Si — О — Si = +CHSOH ^Si - О - СН;; + Si - ОН,
что приводит к частичному восстановлению гидроксильного покрова. 
В и.-к. спектре поглощения при этом наблюдается рост полос как свобод- 
пых ОТТ-групп (3749 см-1), так н связанных водородной связью 
(3665 см-1). Известно, что пр it обычной адсорбции метанола наблюдается 
реакция этерификации с образованием молекулярной воды ("■*) 
(3640 см-1), а также повелением полос в области деформационных коле­
баний ЬЕО (1630, 1400 см-1). Помимо этого возникают полосы валентных 
колебаний С—Н (ЗОЮ, 2965, 2935 и 2865 см-1). Причем длительное содер­
жание SiO2 в парах метанола приводит к резкому уменьшению интенсив­
ности полосы свободных ОН-групп (3749 см-1). Если обработанный таким 
образом образец подвергнуть действию кислородной плазмы, то наблю­
дается окпелечие органических соединений, привитых на поверхности 
силикагеля прп выдержке в парах метанола, что приводит к образованию 
СО (2180 см-1), ацетона (1700 см-1), воды (34.50 см-1) и ОИ-групп 
(3749 см-1). Сопоставление результатов усиленной адсорбции на термо- 
вакуумпроватитых образцах п образцах, прошедших сиециальсую очистку, 
выдержанных в парах метанола, указывает на определелвую роль органи­
ческих примесей па наблюдаемый эффект.
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